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Wynalazek dotyczy urzadzenia do odpa-
rowywania cieczy.

Znane konstrukcje tego rodzaju przed-
stawiaja kociotki, w ktorych obraca sie mie-
szadlo, napedzane za posrednictwem kot
zebatych lub pasowych, zamocowanych za-
zwyczaj na pokrywie. Zadaniem mieszadla
jest, jak wiadomo, wyréwnanie temperatur
wewnatrz cieczy i zwigkszenie wspélczyn-
nika przewodzenia ciepta przez utrzymanie
cieczy w ruchu wzgledem ogrzewanych
§cianek kociotka. ,

Te znane konstrukcje wymagaja dopro-
wadzania energii z pewnego zrédla do na-
pedu mieszadla; dalej uszczelnienie watka
mjeszadla w pokrywie jest klopotliwe i cze-
sto zawodzi, wreszcie calo§é posiada
wzglednie duzy gabaryt. !

W innych znanych konstrukcjach ciecz
nie wypelnia kociotka, lecz doptywa do nie-
go w sposob ciagly i po zetknieciu sie z po-
wierzchnia ogrzewana odparowuje. Te kon-
sirukcje wykazuja niska sprawno$é po-
wierzchni’ ogrzewanej.

Wiadomo, ze ilo§é przewodzonego ciepla,
ktéra decyduje o wielkosci odparowywa-
cza, zalezy: od obciazenia powierzchni o-
grzewanej, od temperatury cieczy przed od-
parowywaczem, od sposobu przesuwania
sig cieczy wzdluz powierzchni ogrzewanej,
od uksztaltowania powierzchni ogrzewanei.
Gdy obciazenie powierzchni ogrzewanej n-

raniczone jest rodzajem stosowanego spo-
sobu ogrzewania, a temperatura cieczy u-
warunkowana jest biegiem procesu che-
micznego, uzyskanie duzego wspétczynnika



przewodzenia ciepta, a 'tym samym duzej
odparowalnosci mozliwe jest tylko przez
odpowiednie . prowadzenie cieczy wzdluz
powierzchni ogrzewanej i odpowiednie u-
ksztaltowanie powierzchni ogrzewanej.

Zalaczony rysunek przedstawia przekréj
pionowy odparowywacza wedlug wynszlaz-
ku,

Wewnatrz korpusu I znajduje sie ko-
lumna 2 gtadka lub odpowiednio uksztalto-
wana. Ze wzgledu na lepsze wykorzystanie
ciepla grzejnik 3 jest umieszczony we-
wnatrz kolumny. 2. Mozliwe jest réwniez
umieszczenie grzejnika 4 na zewnatrz na
korpusie 1. Grzejnik przedstawiohy sche-
matycznie na rysunku jest -elektiryczny.
Mozliwe ‘jest jednakze stosowanie ‘innych
sposob6w ogrzewania.

Ciecz dostaje sie do aparatu w miejscu a
i opada na stozek 5, ktérego zadaniem jest
rozlozenie cieczy z gruba po obwodzie ko-
lumny 2. Dla dalszego wyréwnania grubo-
§ci warstwy cieczy na pobocznicy kolumny
2 sa rowki srubowe, ktérych wielko$¢ i na-

!

chylenie do osi reguluje szybko§é splywu
cieczy. W strefie b nastepuje podgrzewanie
cieczy, w strefie ¢ odparowanie. Wylot par
nastepuje w miejscu d, mozliwe jest jed-
nak inne umieszczenie wylotu.

Zastrzezenia patentowe,

1. Urzadzenie do odparowywania cieczy,
znamienne tym, ze posiada kolumne (2)
umieszczona wewnatrz korpusu (1), po
ktérej sptywa ciecz cienka warstwa.

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne
tym, ze pobocznica kolumny (2) posiada
wyzlobienie, np. w ksztalcie rowkoéow
srubowych,

3. Odmiana urzadzenia wedlug zastrz. I,
znamienna tym, ze kolumna (2) jest

gladka.
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